Technicka $pecifikacia — opis predmetu zakazky pre CAST 5

1. Laboratérium materidlového vyskumu

1.1 Opticka litografia

Systém pre opticki obojstrannt a nanoimprintovu litografiu, médy expozicie ”"hard,soft, proximity, vacuumcontact”, pre velkost dosiek s

Priloha ¢. 2

priemerom aspon 150mm, drziaky pre 3x3 a 4x4 —palcové masky, drZiaky pre 3-palcové a 2-palcové dosky, drziak pre malé kusky od 5x5mm,

expozicia z rozliSenim < 0,8um v mdde vacuum contact, optické nastavovanie vrchné a spodné vo viditelnom svetle a aj infradervené
transmisné s pomocou mikroskopov z hornej a dolnej strany, video zobrazovaci systém pre mikroskopy so softvérom, UV LED zdroj svetla pre

vinovu dizku 365nm (i-line) s rovnomernostou osvetlenia +4% nal50mm doske, softvér pre ploni homogénnu expoziciu (flood exposure), UV

nanoimprintova litografia (UV NIL) na ploche > 100x100mm pre soft (poddajné) peciatky s rozliSenim <= 50nm,
UV NIL s podrobnym know-how (receptury) a materidlom pre pripravu aspon 20 pracovnych peciatok (working stamps) a aspon 50 odtlackov

(imprints), spolu s 5-driovym Skolenim UV NIL pre 3 osoby.

nazov parametra

Mechanické mddy expozicie optickej litografie:
MozZnost exponovat na dosky/substraty
s velkostami:

MozZnost pouZit substraty s velkostami:

MozZnost pouzit masky s velkostami:
Rozlisenie v mdde vacuum-contact:

Optické nastavovanie:

minimalne poZadované parametre

Proximity, hard, soft, vacuum contact

Priemer minimalne 150 mm, hribka od 0,1 mm
do 10 mm

2-palcové, 3-palcové dosky, malé kusky od
5x5mm

3x3 inch? (~76x76mm?), 4x4 inch?
(~100x100mm?)
0,8 pm

o vrchné aj spodné vo viditelnom svetle
pomocou vrchného a spodného mikroskopu s

uchadzac¢om predkladané parametre

Zariadenie pracuje s mechanickymi médmi
expozicie optickej litografie: Proximity, hard, soft,
vacuum contact

Zariadenie umoznuje exponovat na
dosky/substraty s velkostami: Priemer minimalne
150 mm, hribka od 0,1 mm do 10 mm

Zariadenie umozZiiuje pouzit substraty s
velkostami: 2-palcové, 3-palcové dosky, malé
kusky od 5x5mm

Zariadenie umoznuje pouzit masky s velkostami:
3x3 inch? (~76x76mm2), 4x4 inch? (~100x100mm?)
Zariadenie ma v méde vacuum-contact rozlisenie :
0,8 BIm

Zariadenie umozZnuje rozne optické nastavovania:
o vrchné aj spodné vo viditelnom svetle

Startovacia sUprava pre soft



Nastavovanie stolika:

Meranie intenzity UV svetla:

Zdroj UV svetla:

VInova dizka UV svetla:

Rovhomernost osvetlenia na 150mm doske:

Mody expozicie:

Soft UV nanoimprintova litografia (UV NIL)

objektivmi s 5x zvacsenim

o zospodu infraervenym svetlom v transmisii
do vrchného mikroskopu s objektivom pre IR
svetlo s 10x zvacSenim

o Video-zobrazovaci systém so softvérom pre
mikroskopy

Manuadlne X,Y a rotdcia Theta pomocou
mikroskrutiek, motorizovany Z-posun,
automaticka klinova kompenzacia pre optimalnu
reguldciu medzery, nastavitelnd sila kontaktu pri
expozicii

UV meter so senzorom pre 365 nm

o LED (na principe svietivej UV diédy — light
emitting diode)

o bez nutnosti prisunu stlaceného vzduchu
alebo iného média, bez aktivheho odsavania

365nm (i-line)
+/- 4 %, pomocou optického systému so zrkadlom

konstantna davka, konstantny vykon, konstantna

intenzita a konstantny cas

o na ploche 100 x 100 mm?
o Optické nastavovanie NIL peciatky

pomocou vrchného a spodného mikroskopu s
objektivmi s 5x zvac¢senim

o zospodu infracervenym svetlom v transmisii do
vrchného mikroskopu s objektivom pre IR
svetlo s 10x zvacsenim

o Video-zobrazovaci systém so softvérom pre
mikroskopy

Nastavovanie stolika je rieSené ako manualne X,Y

a rotacia Theta pomocou mikroskrutiek,

motorizovany Z-posun, automaticka klinova

kompenzacia pre optimalnu regulaciu medzery,

s nastavitelnou silou kontaktu pri expozicii.

Meranie intenzity UV svetla je zabezpecené UV

metrom so senzorom pre 365 nm.

Zdroj UV svetla je zabezpedeny pomocou:

o LED (na principe svietivej UV diédy — light
emitting diode)

o bez nutnosti prisunu stlaceného vzduchu alebo
iného média ako aj bez aktivheho odsavania

UV svetlo ma vinovu dizku 365nm (i-line)
Pomocou optického systému so zrkadlom je
zabezpectena rovhomernost osvetlenia na 150mm
doske +/- 4 %.
Zariadenie ma 4 mody expozicie:

- konstantna davka,

- konstantny vykon,

- konstantna intenzita

- konStantny cas

Zariadenie umoznuje Soft UV nanoimprintovu
litografiu (UV NIL):



Rozlisenie UV NIL pre soft (poddajné) peciatky:

Prislusenstvo 1

Skolenie pre pokro¢ilé ovladanie a tdribu
vSetkych prvkov a funkcii zariadenia

Skolenie pre UV NIL

Prislusenstvo 2

suvisiace sluzby

certifikacie

a substratu pomocou softvéru

50 nm

o Uzivatelské prostredie s PC, klavesnicou a
monitorom s grafickym rozhranim pre
vizualizaciu

o Automatické ukladanie parametrov proceov,

o Operacny systém Windows so SW pre
recepty, procesy a diagnostiku,

o SW pre riadenu plosni homogénnu
expoziciu (flood exposure)

V rozsahu 2 dni

o vrozsahu 5 dni pre 3 osoby.
o Sucastou je startovacia sUprava pre soft UV

NIL s podrobnym know-how (receptury)
a materidlom pre pripravu aspon 20
pracovnych peciatok (working stamps)

a aspon 50 odtlackov (imprints)

Antivibracny st6l na Styroch pneumatickych
vankusSoch so Styrmi reguldtormi tlaku

doprava na miesto uréenia, vynesenie na miesto
inStaldcie, manipuldcia, instaldcia
a sprevadzkovanie, zaskolenie

zariadenie musi byt certifikované pre poufZitie
v EU. Na zariadenie musi byt vydany certifikat

o na ploche 100 x 100 mm?

o Optické nastavovanie NIL peciatky a substratu
pomocou softvéru

Rozlisenie zariadenia pri UV NIL pre soft

(poddajné) peciatky je 50 nm

PrisluSenstvo dodavky ¢.1 predstavuje:

o Uzivatel'ské prostredie s PC, klavesnicou a
monitorom s grafickym rozhranim pre
vizualizaciu,

o Automatické ukladanie parametrov procesov,

o Operacny systém Windows so SW pre
recepty, procesy a diagnostiku,

o SW pre riadenu plosSnd homogénnu expoziciu
(flood exposure)

Sucastou dodavky je Skolenie pre pokrocilé
ovladanie a udrzbu vietkych prvkov a funkcii
zariadenia v rozsahu 2 dni.

Sucastou dodavky je aj osobitné Skolenie pre

UV NIL v rozsahu 5 dni pre 3 osoby.

V ramci dodavky pre UV NIL bude dodana aj
Startovacia suprava pre soft UV NIL s podrobnym
know-how (receptury) a materidlom pre pripravu
aspon 20 pracovnych peciatok (working stamps) a
aspon 50 odtlackov (imprints)

K zariadeniu bude dodany ako prislusenstvo ¢.2 aj
Antivibracny st6l na Styroch pneumatickych
vankusSoch so Styrmi reguldtormi tlaku.
Zariadenie bude dopravené na miesto urcenia

v zmysle zmluvy a vynesené na miesto instaldcie,
vratane manipulacie so zariadenim, instaldcie,
sprevadzkovania a zaskolenia.

Zariadenie bude dodané s certifikatmi pre pouZitie
v EU s pésobnostou pre EU v zmysle platnej



s posobnostou v SR alebo v EU, vydany legislativy.
autorizovanou instituciou.
Zaruka min. 2 roky Zaruka na zariadenie je 2 roky.

Z dévodu zabezpecenia kompatibility s existujucimi zariadeniami pouzivanymi verejnym obstardvateflom alebo inymi preferenciami verejného
obstardvatela, preferuje verejny obstardvatel zariadenie EVG610 Semi-automated Double Side Nano Imprint Lithography System. Verejny
obstaravatel bude akceptovat aj iné zariadenia (ekvivalent) za predpokladu splnenia vSetkych poZadovanych technickych vlastnosti a pri
dodrzani kompatibility. V pripade pochybnosti si verejny obstaravatel vyhradzuje pravo poziadat uchadzaca o praktické preverenie ponukanych
parametrov zariadenia bud v priestoroch verejného obstardvatela alebo uchddzaca, pripadne referenénou navstevou na mieste instalacie
ponukaného zariadenia.

Identifikacia ponukaného zariadenia 1.1:

Vyrobca ponukaného zariadenia: EV Group Europe & Asia/Pacific GmbH, DI Erich Thallner Str. 1,

4782 St. Florian am Inn, Austria
Typové alebo modelové oznacdenie ponukaného zariadenia: EVG610 Semi-automated Double Side Mask Alignment System
Dika trvania zaruky v mesiacoch: Zaruka 24 mesiacov
V Bratislave

RNDr. Lubomir Mach
konatel



